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本論文は 6 章からなっている。第 1 :章は緒言で資料中の電子ωふるまいと X 線発生強度はエレク
トロン・プロープ・マイクロアナライザー(以下 EPMA と略称する)では重要であるがまだ研究が
少ないことを述べている。
第 2 章は試料面照射電子のふるまいに|却するもので従米の研究を概観している。
第 3 章は試料面照射電子のふるまいに関するモンテカノレロ計算結果を述べたものである口電子の試
料内部におけるふるまいは transport equation で表わされるが，背面散乱を含むような境界条件の下
で解析的に解くことは困難であるから， モンテカノレロ法を試みたo EPMA を対象とするこの方法に
よる研究は従来もあったが散乱角度の確率分布に実験データに基づいた値を用いている。著者はま
ず確率分布をきめるために Lewis の理論から得られる値を採用し， その適用性を検討し， screening 
parameter の値を決定した。つぎにこの値を使って銅，アノレミニウムについて計算を行ない，背面散
乱電子の最大侵入深さが depth of complete diffusion と一致するものが多いこと，吸収電子ではこの
深さを最大侵入深さとするものが最も多いことなどの結果を得ている。
第 4章は X 線発生函数について述べたものである。これは深さ方向における X 線発生の分布を意
味するものであるが， この方面の結果の中で信頼できるものは Castai時らの一つの加速電圧に対す
る結果のみであった。著者は加速電圧を変えて Castaing らのトレーサ一法の実験を行なったほか
に，モンテカノレロ法， 特性 X 線の角度分布解析法の三つを併用して銅について研究し互によく一致
した満足すべき結果を得た。つぎにアノレミニウムについても同様な研究を行なって，その発生函数を
決定した。これらの結果から表面附近から発生する X 線には背面散乱電子の寄与が大きいことを指
摘している。
第 5 章は上記の結果の EPMA への応用について述べたものである口第 4章の結果から定量分析に
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おける吸収補正を与える f(X) 函数を求め，これを使って鉄ーニッケル合金の定量分析を行ない満足
すべき結果を得た。 また，モンテカノレロ計算の結果と志水， 篠田の得た X 線源の横方向への広がり
とから X 線源の形状を決定し， EPMA においては X 線法よりも試料電流法の方が分解能がよいこ
とを指摘している D
第 6 章は総括である。
論文の審査結果の要旨
著者は試料の深さ方向における電子のふるまいについての従来得られていた理論と実験結果とを検
討し，その結果に基づいてモンテカルロ計算を行ない電子の背面散乱と試料による吸収がどのような
深さで，どの程度起こるかを明らかにし， この結果から， さらに銅およびアルミニウムの X 線発生
同数を求めたD 乙の結果は別に求められたトレーサ一法および著者によって始めて試みられた特性X
線の角度分布解析法による結果とよく一致した。つぎにこれらの函数を定量補正に応用して満足すべ
き結果を得， X線源の形状を決定し，試料電流法が分解能において優れていることを明らかにした。
乙れらの結果は EPMA を使う上において要望されていたものであって，工学および工業に大きな
貢献をするものである。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
? ??
